The invention relates to a device for cleaning thin
wafers (6), said wafers (6) being i mobilized with one
side on a support device (2) and an interspace (7)
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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR CLEANING ARTICLES, ESPECIALLY THIN WAFERS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM REINIGEN VON GEGENSTANDEN, INSBESONDERE VON
DUNNEN SCHEIBEN

(57) Abstract: The invention relates to a device for cleaning thin wafers (6), said wafers (6) being immobilized with one side on a
support device (2) and an interspace (7) being defined between two respective adjoining substrates. The device essentially consists
of a shower device (15) which is used to introduce a fluid between the interspaces (7), and a tank (14) that can be filled with the fluid
and is dimensioned to receive the support device (2). The invention is characterized in that optionally either the shower device (15)
can be displaced relative to the stationary support device (2), or the support device (2) relative to the stationary shower device (15), or
both the support device (2) and the shower device (15) can be displaced relative each other. The method according to the invention is
characterized by showering, preferably in a cleaning step, the wafers with warm fluid, the support device (2) being displaced inside
the tank, then ultrasound-cleaning them in cold fluid and again showering them with warm fluid.
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4 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Reinigen von diinnen Wafern (6), wobei die Wafer (6) mit
ihrer einen Seite an einer Tréagereinrichtung (2) fixiert sind und zwischen jeweils zwei benachbarten Substraten ein Zwischenraum
(7) ausgebildet ist, wobei die Vorrichtung im Wesentlichen aus einer Duscheinrichtung (15), mit der Fluid in die Zwischenrdume (7)
O eingebracht wird, sowie einem Becken (14)
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device (2), or the support device (2) relative to the
stationary shower device (15), or both t he support
device (2) and the shower device can
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besteht, das mit Fluid befiillbar ist und derart bemessen ist, das es die Tragereinrichtung (2) aufnimmt. ErfindungsgemaB ist vorgese-
hen, dass wahlweise entweder die Duscheinrichtung (15) relativ zur feststehenden Tragerein- richtung (2), oder die Trégereinrichtung
(2) relativ zur feststehenden Duscheinrichtung (15), oder sowohl die Trégereinrichtung (2) als auch die Duscheinrichtung (15) rela-
tiv zueinander bewegbar sind. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass bevorzugt in einem Reinigungsprozess zun4chst eine
Dusche mit warmem Fluid erfolgt, wobei die Trégereinrichtung (2) innerhalb des Beckens bewegt wird, und anschliefend eine Ul-
traschallreinigung in kaltem Fluid und wiederum eine Dusche mit warmem Fluid durchgefiihrt wird.



